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１．概要（Summary） 
細胞を捕捉するための新たなバイオデバイス作製技術と

して、高精度ガラスエッチング技術を開発している。ガラス

を針電極で挟み、電極間に直流高電圧を印加してやる

ことで、ガラスに絶縁破壊を起こすと微細な貫通孔が

加工できる。この放電過程を解析することにより、高

精度に貫通孔加工を行うことを目指した。ガラスの絶

縁破壊時に発生する放電に着目して、放電からの発光

をストリークカメラを用いて時空間で分析する実験

をおこなった。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高密度大気圧プラズマ装置、二周波励起プラズマエ

ッチング装置、ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装

置 
【実験方法】 

高電圧放電回路を有する絶縁破壊微細加工装置に

50 µm 厚さのガラス基板を設置して、加工時の放電発光

をレンズにより集光してストリークカメラで観察した。この時、

焦点距離は 45 cm として観察した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

ガラス基板に放電する際、ガラス表面上部の気相中で

発生するプラズマ発光をストリークカメラで高速イメージ

撮像した。その結果、放電の発光が 20 ns 程度で上昇し

て、約 2 mm のギャップ全体に広がった後で、50 ns 程

度で減衰していることが分かった。このことからガラスを周

囲大気ではその進展速度は 100 km/s 程度と考えられ、

ストリーマー放電が発生していることがわかる。ガラス内

部での放電現象についても解析していくことで、加工メカ

ニズムの解明につながり、高精度化を実現できる。 
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